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化学溶液法（CSD 法）と呼ばれる酸化物コーティング手法は安価な製造コストや組成制御・大

面積化やパターニングの容易さが手法の大きな利点である。また、従来前駆体膜の結晶化には通

常加熱プロセスが用いられてきたが、加熱プロセスではなくレーザー光など光エネルギーの投入

による光結晶成長によって極めて低い基板温度で結晶化を進行させることが可能である。特に

PCSD (Photo-assisted Chemical Solution Deposition) 法として、低耐熱性樹脂基材上へのフレキシブ

ル酸化物材料などの研究も進められている 1,2)。同時に本製膜プロセスは省エネルギー、省資源性

も高く、サーキュラーエコノミー製造への貢献も大きく期待される。我々は、この PCSD 法の各

製膜工程について精緻な検討を行い、原料塗布以降の全ての工程を光プロセスとすることによっ

て、同一自動ステージ上で酸化物薄膜の製膜を完了させることに成功した。本プロセスの確立に

より、酸化物製膜の実プロセス時間を大幅に短縮し、セラミック製膜の塗布プロセスに対して新

たな可能性を模索することが可能になった。本研究では透明導電膜配線を対象にし、ITO など透

明導電膜セラミックスを塗布から結晶化までを 3 分以内の短時間で完了させ、実製造プロセスで

課題となる ITO 配線形成時の欠損発生による多大な製造ロスを解消するための”リマニュファク

チャリング”に利用可能であること

を実証した。講演では欠損モデルと

して形成した ITO配線部へ原料とな

る ITO ナノ粒子分散液を塗布し、光

結晶成長させる過程における連続

光、パルス光照射時の前駆体膜の変

化と電気抵抗値の変動を追い、高速

でセラミック薄膜形成を進行させ

る要因について報告する。また、機

能性セラミック薄膜のリマニュフ

ァクチャリングに関し、製膜プロセ

スの側面からもその重要性を議論

する。 
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図 1： PCSD法を用いたリマニュファクチャリングプロ

セス中における ITO配線欠損部の抵抗値変化 

2023年第70回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2023 上智大学　四谷キャンパス+オンライン)17p-D419-8 

© 2023年 応用物理学会 05-224 6.4


